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(57) Abstract: An optical projection system for a microlithography projection exposure system is used for projecting an object field, 
which is located in an object plane of the projection system, into an image field located in an image plane of the projection system. 
This can involve, in particular, a projection lens system or a relay lens system that can be placed in the illuminating system. The 
qq projection system has a multitude of lenses, which are placed between the object plane and the image plane and which each have a 
fC) first lens surface and a second lens surface. At least one of the lenses is a double aspherical lens in which the first lens surface and 
f*} the second lens surface is an aspherical surface. In double aspherical lenses, it is possible, with justifiable effort expended during 
^5 the machining of the surfaces and testing of the lens surfaces, to produce good-quality lenses that have the effect of an asphere with 
%f) a very high degree of deformation. 



^| (57) Zusammenfassung: Ein optisches Abbildungssystem fur eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage dient zur Ab- 
bildung eines in einer Objekt-ebene des Abbildungssy stems angeordneten Objektfeldes in ein in einer Bildebene des Abbildungs- 
O systems angeordnetes Bildfeld. Es kann sich insbesondere um ein 

^£ [Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 



WO 2005/033800 Al I lllll 111 II II IH 



(74) Anwalt: RUFF, WILHELM, BEEER, DAUSTER & 
PARTNER; Kronenstrasse 30, 70174 Stuttgart (DE). 

(81) Bestiininungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, 
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, 
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, 
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, 
ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 



ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Veroffentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Verbffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes and der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



Projektionsobjektiv oder um ein im Beleuchtungs-system einzusetzendes Rclais-Objektiv handeln. Das Abbildungssystem hat eine 
Vielzahl von Linsen, die zwischen der Objektebene und der Bildebene angeordnet sind und jeweils eine erste Linsenflache und 
eine zweite Linsenflache aufweisen. Mindestens eine der Linsen ist eine Doppelaspharenlinse, bei der die erste Linsenflache und 
die zweite Lin-senflache eine aspharische Flache ist Bei Doppelaspharenlinsen ist es mflglich, mit vertretbarem Aufwand bei der 
Oberflachenbearbeitung und Prufung der Linsenoberflachen Linsen mit guter Qualitat herzustellen, die die Wirkung einer Asphare 
mit sehr starker Deformation haben. 



